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(57)【要約】
【課題】耐熱性及び絶縁性の高い硬化膜を形成することのできるインクジェット用インク
が求められている。
【解決手段】下記式（１）で表される化合物（Ａ）を含有するインクジェット用インクに
より上記課題を解決する。

（式（１）中、Ｒ1は炭素数６～１００の酸無水物残基であり、Ｒ2は炭素数１～１００の
有機基である。）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）で表される化合物（Ａ）を含有するインクジェット用インク。
【化１】

（式（１）中、Ｒ1は炭素数６～１００の酸無水物残基であり、Ｒ2は炭素数１～１００の
有機基である。）
【請求項２】
　式（１）において、Ｒ1が炭素数６～１００のテトラカルボン酸二無水物残基であり、
Ｒ2が炭素数１～７０の有機基である、請求項１に記載のインクジェット用インク。
【請求項３】
　式（１）において、Ｒ2が炭素数１～４０の有機基である、請求項１又は２に記載のイ
ンクジェット用インク。
【請求項４】
　式（１）において、Ｒ2がオキセタン、オキシラン又はシクロヘキセンを有している、
請求項１～３のいずれかに記載のインクジェット用インク。
【請求項５】
　式（１）において、Ｒ2が二重結合を有している、請求項１～３のいずれかに記載のイ
ンクジェット用インク。
【請求項６】
　化合物（Ａ）が、下記式（２）、（３）、（４）又は（５）で表される化合物である、
請求項４に記載のインクジェット用インク。
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【化２】

（式（２）、（３）、（４）及び（５）中、Ｒ1は炭素数６～１００のテトラカルボン酸
二無水物残基であり、式（２）中、Ｒ3は水素又は炭素数１～３のアルキルであり、Ｒ4は
炭素数１～３のアルキレンであり、式（３）、（４）及び（５）中、Ｒ5は炭素数１～３
０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり環構造又は酸素を含んでいてもよい。）
【請求項７】
　二重結合がラジカル重合性二重結合である、請求項５に記載のインクジェット用インク
。
【請求項８】
　化合物（Ａ）が、下記式（６）で表される化合物である、請求項７に記載のインクジェ
ット用インク。
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【化３】

（式（６）中、Ｒ1は炭素数６～１００のテトラカルボン酸二無水物残基であり、Ｒ6は炭
素数１～３０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり環構造又は酸素を含んでいてもよく、Ｒ
7は水素又はメチルである。）
【請求項９】
　さらに、化合物（Ａ）とは異なる、オキシラン又はオキセタンを２つ以上有する化合物
（Ｂ）を含有し、熱硬化性である、請求項１～８のいずれかに記載のインクジェット用イ
ンク。
【請求項１０】
　さらに、重合性モノマー（Ｃ）及び二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）のうち少なくと
も１つと、光重合開始剤（Ｅ）とを含有し、光硬化性である、請求項１～８のいずれかに
記載のインクジェット用インク。
【請求項１１】
　化合物（Ｂ）が、下記式（７）、（８）、（９）、（１０）又は（１１）で表される化
合物である、請求項９に記載のインクジェット用インク。



(5) JP 2010-6933 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【化４】

（式（７）、（９）、（１０）及び（１１）中、ｎは０～１０の整数である。）
【請求項１２】
　重合性モノマー（Ｃ）が、下記式（１２）で表される化合物である、請求項１０に記載
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のインクジェット用インク。
【化５】

（式（１２）中、Ｒ8は環構造を有していてもよい炭素数２～１２のアルキレンであり、
Ｒ9は水素又は炭素数１～３のアルキルであり、ｎは１～３０の整数である。）
【請求項１３】
　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレンオキシド変性ジアク
リレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、イソシアヌル酸エチ
レンオキシド変性ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピ
レングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリ
トールジアクリレートモノステアレート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，
６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート、１，４
－シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、２－ｎ－ブチル－２－エチル－１，３－
プロパンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート、及びジペン
タエリスリトールジアクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１つである、請求項
１０に記載のインクジェット用インク。
【請求項１４】
　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレンオキシド変性ジアク
リレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、及びイソシアヌル酸
エチレンオキシド変性ジアクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１つである、請
求項１０に記載のインクジェット用インク。
【請求項１５】
　重合性モノマー（Ｃ）が、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート及び１，４－シ
クロヘキサンジメタノールモノ（メタ）アクリレートからなる群から選ばれる少なくとも
１つであり、二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレンオキシド
変性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、及びイソ
シアヌル酸エチレンオキシド変性ジアクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１つ
である、請求項１０に記載のインクジェット用インク。
【請求項１６】
　光重合開始剤（Ｅ）が、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフ
ェニル）－ブタノン－１、ビス（２，４，６，－トリメチルベンゾイル）フェニルフォス
フィンオキサイド、及び２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフィンオキ
サイドからなる群から選ばれる少なくとも１つである、請求項１０に記載のインクジェッ
ト用インク。
【請求項１７】
　３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン及び３，３’，４，４’－ジフェニルエ
ーテルテトラカルボン酸二無水物を反応させて得られる化合物（Ａ）と、
　上記式（７）で表される化合物、上記式（８）で表される化合物及び上記式（１０）で
表される化合物からなる群から選ばれる少なくとも１つである化合物（Ｂ）と、
　を含有する、請求項６に記載のインクジェット用インク。
【請求項１８】
　請求項１～１７のいずれかに記載のインクジェット用インクから形成された硬化膜。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の硬化膜が形成された電子回路基板。
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【請求項２０】
　請求項１９に記載の電子回路基板を有する、電子部品。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の電子部品を有する、表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はインクジェット用インクに関し、具体的には、液晶表示素子、有機ＥＬ表示素
子、プリント配線基板や電子部品などを製造するために用いられるインクジェット用イン
クに関する。さらに本発明は、インクジェット用インクを用いた硬化膜形成方法、及び硬
化膜が形成された電子回路基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子回路基板などの製造において、パターン化された硬化膜を形成する方法として、設
備投資金額が少なく、材料の使用効率が高い等の長所を持つインクジェット法、及びこれ
に使用する組成物（インクジェット用インク）が提案されている（例えば、国際公開第２
００４／０９９２７２号パンフレット（特許文献１）等を参照）。
【特許文献１】国際公開第２００４／０９９２７２号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　近年、半導体集積度の急速な上昇や、半導体のより高密度な実装により、電子回路基板
などに用いられる材料にも、より高い耐熱性や絶縁性が求められるようになってきた。し
かしながら、従来のインクジェット用インクで形成される硬化膜は、このような要求を十
分に満たすものではなかった。
【０００４】
　上述する状況において、耐熱性や絶縁性の高い硬化膜を形成することのできるインクジ
ェット用インクが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、上記状況に鑑みて、特定の構造を有する化合物を含有するインクジェッ
ト用インクから形成される硬化膜の耐熱性や絶縁性が高いことを見出し、本発明を完成し
た。本発明は以下のようなインクジェット用インク等を提供する。
【０００６】
［１］　下記式（１）で表される化合物（Ａ）を含有するインクジェット用インク。
【化６】

（式（１）中、Ｒ1は炭素数６～１００の酸無水物残基であり、Ｒ2は炭素数１～１００の
有機基である。）
【０００７】
［２］　式（１）において、Ｒ1が炭素数６～１００のテトラカルボン酸二無水物残基で
あり、Ｒ2が炭素数１～７０の有機基である、上記［１］に記載のインクジェット用イン
ク。
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【０００８】
［３］　式（１）において、Ｒ2が炭素数１～４０の有機基である、上記［１］又は［２
］に記載のインクジェット用インク。
【０００９】
［４］　式（１）において、Ｒ2がオキセタン、オキシラン又はシクロヘキセンを有して
いる、上記［１］～［３］のいずれかに記載のインクジェット用インク。
【００１０】
［５］　式（１）において、Ｒ2が二重結合を有している、上記［１］～［３］のいずれ
かに記載のインクジェット用インク。
【００１１】
［６］　化合物（Ａ）が、下記式（２）、（３）、（４）又は（５）で表される化合物で
ある、上記［４］に記載のインクジェット用インク。
【化７】

（式（２）、（３）、（４）及び（５）中、Ｒ1は炭素数６～１００のテトラカルボン酸
二無水物残基であり、式（２）中、Ｒ3は水素又は炭素数１～３のアルキルであり、Ｒ4は
炭素数１～３のアルキレンであり、式（３）、（４）及び（５）中、Ｒ5は炭素数１～３
０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり環構造又は酸素を含んでいてもよい。）
【００１２】
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［７］　二重結合がラジカル重合性二重結合である、上記［５］に記載のインクジェット
用インク。
【００１３】
［８］　化合物（Ａ）が、下記式（６）で表される化合物である、上記［７］に記載のイ
ンクジェット用インク。
【化８】

（式（６）中、Ｒ1は炭素数６～１００のテトラカルボン酸二無水物残基であり、Ｒ6は炭
素数１～３０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり環構造又は酸素を含んでいてもよく、Ｒ
7は水素又はメチルである。）
【００１４】
［９］　さらに、化合物（Ａ）とは異なる、オキシラン又はオキセタンを２つ以上有する
化合物（Ｂ）を含有し、熱硬化性である、上記［１］～［８］のいずれかに記載のインク
ジェット用インク。
【００１５】
［１０］　さらに、重合性モノマー（Ｃ）及び二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）のうち
少なくとも１つと、光重合開始剤（Ｅ）とを含有し、光硬化性である、上記［１］～［８
］のいずれかに記載のインクジェット用インク。
【００１６】
［１１］　化合物（Ｂ）が、下記式（７）、（８）、（９）、（１０）又は（１１）で表
される化合物である、上記［９］に記載のインクジェット用インク。
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【化９】

（式（７）、（９）、（１０）及び（１１）中、ｎは０～１０の整数である。）
【００１７】
［１２］　重合性モノマー（Ｃ）が、下記式（１２）で表される化合物である、上記［１
０］に記載のインクジェット用インク。
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【化１０】

（式（１２）中、Ｒ8は環構造を有していてもよい炭素数２～１２のアルキレンであり、
Ｒ9は水素又は炭素数１～３のアルキルであり、ｎは１～３０の整数である。）
【００１８】
［１３］　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレンオキシド変
性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、イソシアヌ
ル酸エチレンオキシド変性ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポ
リプロピレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタ
エリスリトールジアクリレートモノステアレート、１，４－ブタンジオールジアクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリレート
、１，４－シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、２－ｎ－ブチル－２－エチル－
１，３－プロパンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレート、及
びジペンタエリスリトールジアクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１つである
、上記［１０］に記載のインクジェット用インク。
【００１９】
［１４］　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレンオキシド変
性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、及びイソシ
アヌル酸エチレンオキシド変性ジアクリレートからなる群から選ばれる少なくとも１つで
ある、上記［１０］に記載のインクジェット用インク。
【００２０】
［１５］　重合性モノマー（Ｃ）が、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート及び１
，４－シクロヘキサンジメタノールモノ（メタ）アクリレートからなる群から選ばれる少
なくとも１つであり、二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）が、ビスフェノールＦエチレン
オキシド変性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、
及びイソシアヌル酸エチレンオキシド変性ジアクリレートからなる群から選ばれる少なく
とも１つである、上記［１０］に記載のインクジェット用インク。
【００２１】
［１６］　光重合開始剤（Ｅ）が、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モル
ホリノフェニル）－ブタノン－１、ビス（２，４，６，－トリメチルベンゾイル）フェニ
ルフォスフィンオキサイド、及び２，４，６－トリメチルベンゾイルジフェニルフォスフ
ィンオキサイドからなる群から選ばれる少なくとも１つである、上記［１０］に記載のイ
ンクジェット用インク。
【００２２】
［１７］　３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン及び３，３’，４，４’－ジフ
ェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物を反応させて得られる化合物（Ａ）と、
　上記式（７）で表される化合物、上記式（８）で表される化合物及び上記式（１０）で
表される化合物からなる群から選ばれる少なくとも１つである化合物（Ｂ）と、
　を含有する、上記［６］に記載のインクジェット用インク。
【００２３】
［１８］　上記［１］～［１７］のいずれかに記載のインクジェット用インクから形成さ
れた硬化膜。
【００２４】
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［１９］　上記［１８］に記載の硬化膜が形成された電子回路基板。
【００２５】
［２０］　上記［１９］に記載の電子回路基板を有する、電子部品。
【００２６】
［２１］　上記［２０］に記載の電子部品を有する、表示素子。
【００２７】
　なお、本明細書中、アクリレートとメタクリレートの両者を示すために「（メタ）アク
リレート」のように表記することがある。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の好ましい態様に係るインクジェット用インクは、耐熱性と絶縁性が高い硬化膜
を形成することができ、電子回路基板への用途として最適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
１　本発明のインクジェット用インク
　本発明のインクジェット用インクは、少なくとも上記式（１）で表される化合物（Ａ）
を含むインクジェット用インクである。本発明のインクジェット用インクは、無色であっ
ても有色であってもよい。
　本発明のインクジェット用インクは、上記式（１）で表される化合物（Ａ）を含めば特
に限定されないが、さらに、化合物（Ａ）とは異なる、オキシラン又はオキセタンを２つ
以上有する化合物（Ｂ）が混合又は溶解されたものであってもよい。また、重合性モノマ
ー（Ｃ）、二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）及び光重合開始剤（Ｅ）が混合又は溶解さ
れたものであってもよい。
【００３０】
１．１　式（１）で表される化合物（Ａ）
　本発明のインクジェット用インクは、上記式（１）で表される化合物（Ａ）を含有する
ことにより、形成される硬化膜の耐熱性と絶縁性を高めることができる。インクジェット
用インク中の化合物（Ａ）の濃度は、溶媒を除く全重量に対して、１０～８０重量％が好
ましく、１０～６０重量％がさらに好ましく、１０～４０重量％が特に好ましい。化合物
（Ａ）の濃度をこれらの範囲にすると、耐熱性及び絶縁性が高く、また他の特性とのバラ
ンスが取れた硬化膜を形成することができる。
【００３１】
　式（１）中、Ｒ1は炭素数６～１００の酸無水物残基であり、好ましくは炭素数６～６
０の酸無水物残基であり、より好ましくは炭素数６～４０の酸無水物残基であり、さらに
好ましくは炭素数６～２０の酸無水物残基である。また、酸無水物残基としては、テトラ
カルボン酸二無水物残基であることが好ましい。
【００３２】
　酸無水物残基の具体例としては、以下の構造のものが挙げられる。



(13) JP 2010-6933 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

【化１１】

【００３３】
　式（１）中、Ｒ2は炭素数１～１００の有機基であり、好ましくは炭素数１～７０の有
機基であり、より好ましくは炭素数１～４０の有機基である。
【００３４】
　上記「有機基」としては、具体的には、置換基を有していてもよい炭化水素、置換基を
有していてもよいアルコキシ、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有し
ていてもよいアミノ、置換基を有していてもよいシリル、置換基を有していてもよいアル
キルチオ（－ＳＹ1、式中、Ｙ1は置換基を有していてもよいアルキルを示す。）、置換基
を有していてもよいアルキルスルホニル（－ＳＯ2Ｙ

3、式中、Ｙ3は置換基を有していて
もよいアルキルを示す。）、置換基を有していてもよいアリールチオ（－ＳＹ2、式中、
Ｙ2は置換基を有していてもよいアリールを示す。）、置換基を有していてもよいアリー
ルスルホニル（－ＳＯ2Ｙ

4、式中、Ｙ4は置換基を有していてもよいアリールを示す。）
が挙げられる。
【００３５】
　上記「炭化水素」は、飽和若しくは不飽和の非環式であってもよいし、飽和若しくは不
飽和の環式であってもよい。炭化水素が非環式の場合には、直鎖状でもよいし、枝分かれ
でもよい。「炭化水素」には、アルキル、アルケニル、アルキニル、アルキルジエニル、
アリール、アルキルアリール、アリールアルキル、シクロアルキル、及びシクロアルケニ
ル等が含まれる。
【００３６】
　上記「アルキル」の例としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、
イソブチル、ｓ－ブチル、ｔ－ブチル、ペンチル、ヘキシル、及びドデシル等を挙げるこ
とができる。
　上記「アルケニル」の例としては、ビニル、アリル、１－プロペニル、イソプロペニル
、２－メチル－１－プロペニル、２－メチルアリル、及び２－ブテニル等を挙げることが
できる。
　上記「アルキニル」の例としては、エチニル、プロピニル、及びブチニル等を挙げるこ
とができる。
　上記「アルキルジエニル」の例としては、１，３－ブタジエニル等を挙げることができ
る。
【００３７】
　上記「アリール」の例としては、フェニル、１－ナフチル、２－ナフチル、インデニル
、ビフェニリル、アントリル、及びフェナントリル等を挙げることができる。
　上記「アルキルアリール」の例としては、ｏ－トリル、ｍ－トリル、ｐ－トリル、２，
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３－キシリル、２，４－キシリル、２，５－キシリル、ｏ－クメニル、ｍ－クメニル、ｐ
－クメニル、及びメシチル等を挙げることができる。
　上記「アリールアルキル」の例としては、ベンジル、フェネチル、ジフェニルメチル、
トリフェニルメチル、１－ナフチルメチル、２－ナフチルメチル、２，２－ジフェニルエ
チル、３－フェニルプロピル、４－フェニルブチル、及び５－フェニルペンチル等を挙げ
ることができる。
【００３８】
　上記「シクロアルキル」の例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ
ル、及びシクロヘキシル等を挙げることができる。
　上記「シクロアルケニル」の例としては、シクロプロペニル、シクロブテニル、シクロ
ペンテニル、及びシクロヘキセニル等を挙げることができる。
【００３９】
　上記「アルコキシ」の例としては、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ、及びペンチルオ
キシ等がある。
【００４０】
　上記「アリールオキシ」の例としては、フェニルオキシ、ナフチルオキシ、及びビフェ
ニルオキシ等を挙げることができる。
【００４１】
　上記「置換基を有してもよいアミノ」の例としては、アミノ、ジメチルアミノ、メチル
アミノ、メチルフェニルアミノ、及びフェニルアミノ等を挙げることができる。
【００４２】
　上記「置換基を有していてもよいシリル」の例としては、ジメチルシリル、ジエチルシ
リル、トリメチルシリル、トリエチルシリル、トリメトキシシリル、トリエトキシシリル
、ジフェニルメチルシリル、トリフェニルシリル、トリフェノキシシリル、ジメチルメト
キシシリル、ジメチルフェノキシシリル、及びメチルメトキシフェニル等を挙げることが
できる。
【００４３】
　上記「アルキルチオ（－ＳＹ1、式中、Ｙ1は置換基を有してもよいアルキルを示す。）
」及び上記「アルキルスルホニル（－ＳＯ2Ｙ

3、式中、Ｙ3は置換基を有してもよいアル
キルを示す。）」において、Ｙ1及びＹ3のアルキルの例としては、メチル、エチル、プロ
ピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、ｓ－ブチル、ｔ－ブチル、ペンチル、ヘキシ
ル、及びドデシル等を挙げることができる。
【００４４】
　上記「アリールチオ（－ＳＹ2、式中、Ｙ2は置換基を有してもよいアリールを示す。）
」及び上記「アリールスルホニル（－ＳＯ2Ｙ

4、式中、Ｙ4は置換基を有してもよいアリ
ールを示す。）」において、Ｙ2及びＹ4のアリールの例としては、フェニル、１－ナフチ
ル、２－ナフチル、インデニル、ビフェニリル、アントリル、及びフェナントリル等を挙
げることができる。
【００４５】
　また、上記「置換基」としては、例えば、エステル、カルボキシル、アミド、アルキン
、トリメチルシリル、アミノ、ホスホニル、チオ、カルボニル、ニトロ、スルホ、イミノ
、ハロゲノ、及びアルコキシ等を挙げることができる。
　この場合、置換基は、置換可能な位置に１個以上、置換可能な最大数まで導入されてい
てもよく、好ましくは１個～４個、より好ましくは１個～２個、さらに好ましくは１個導
入されていてもよい。置換基数が２個以上である場合、各置換基は同一であっても異なっ
ていてもよい。
【００４６】
＜オキセタン、オキシラン又はシクロヘキセンを有する化合物（Ａ）＞
　上述した、式（１）におけるＲ2としての「有機基」は、「オキセタン」、「オキシラ
ン」又は「シクロヘキセン」を有していてもよい。「シクロヘキセン」としては、以下の
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構造を含む。
【化１２】

【００４７】
　化合物（Ａ）としては、例えば、上記式（２）、（３）、（４）又は（５）で表される
化合物が挙げられる。
　式（２）中のＲ3は、水素又は炭素数１～３のアルキルであり、例えばメチル、エチル
、プロピルなどがあげられる。また、Ｒ4は炭素数１～３のアルキレンであり、例えばメ
チレン、エチレン、プロピレンなどがあげられる。また、式（３）、（４）及び（５）中
のＲ5は、炭素数１～３０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり、この「有機鎖」としては
、１価の基として説明した上記「有機基」の説明を援用して、さらに価数を１つ増やした
基（２価の基）として説明することができる。この「有機鎖」は、環構造又は酸素を含ん
でいてもよく、環構造としては、フェニル、シクロヘキシル、ナフチル、シクロヘキセニ
ル、トリシクロ[５．２．１．０2,6]デカニルなどが挙げられる。
【００４８】
＜二重結合を有する化合物（Ａ）＞
　上述した、式（１）におけるＲ2としての「有機基」は、「二重結合」、特に「ラジカ
ル重合性二重結合」を有していてもよく、そのような化合物（Ａ）としては、例えば、上
記式（６）で表される化合物が挙げられる。「ラジカル重合性二重結合」とは、光が当た
ることで発生したフリーラジカルにより重合を開始する二重結合である。
　式（６）中のＲ6は、炭素数１～３０の直鎖状又は分枝状の有機鎖であり、この「有機
鎖」としては、１価の基として説明した上記「有機基」の説明を援用して、さらに価数を
１つ増やした基（２価の基）として説明することができる。この「有機鎖」は、環構造又
は酸素を含んでいてもよく、環構造としては、フェニル、シクロヘキシル、ナフチル、シ
クロヘキセニル、トリシクロ[５．２．１．０2,6]デカニルなどが挙げられる。また、式
（６）中のＲ7は、水素又はメチルである。
【００４９】
＜化合物（Ａ）の製造方法＞
　式（１）で表される化合物（Ａ）は、例えば、ヒドロキシルを有するオキセタン化合物
（ａ1-1）、ヒドロキシルを有するオキシラン化合物（ａ1-2）、ヒドロキシルを有するシ
クロヘキセン化合物（ａ1-3）、又はヒドロキシル及び二重結合を有する化合物（ａ1-4）
と、テトラカルボン酸二無水物（ａ２）とを反応させて製造することができる。
　テトラカルボン酸二無水物を１モルに対して、前者の４つの化合物（ａ1-1）～（ａ1-4
）の合計を１．９～２．１モル用いることが好ましく、前者の４つの化合物の合計を１．
９５～２．０５モル用いることがさらに好ましく、前者の４つの化合物の合計を２モル用
いることが特に好ましい。なお、式（１）で表される化合物（Ａ）の２つのＲ2は、それ
ぞれ異なっていてもよいが、同じであることが好ましい。
【００５０】
　また、式（１）で表される化合物（Ａ）は、例えば、ヒドロキシル及び二重結合を有す
る化合物（ａ1-4）と、テトラカルボン酸二無水物（ａ２）とを反応させた後、得られた
化合物の二重結合部分を酸化させてエポキシ基にすることにより、製造することができる
。
　テトラカルボン酸二無水物（ａ２）を１モルに対して、前者の化合物（ａ1-4）の合計
を１．９～２．１モル用いることが好ましく、前者の化合物の合計を１．９５～２．０５
モル用いることがさらに好ましく、前者の化合物の合計を２モル用いることが特に好まし
い。
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【００５１】
＜化合物（Ａ）を製造する原料＞
　ヒドロキシル基を有するオキセタン化合物（ａ1-1）としては、例えば、２－ヒドロキ
シメチルオキセタン、３－エチル－３－オキセタンメタノール及び３－エチル－３－ヒド
ロキシメチルオキセタンなどが挙げられる。
【００５２】
　ヒドロキシル基を有するオキシラン化合物（ａ1-2）としては、例えば、グリシドール
などが挙げられる。
【００５３】
　ヒドロキシルを有するシクロヘキセン化合物（ａ1-3）としては、例えば、７－オキサ
ビシクロ[４．１．０]ヘプタン－３－オール、７－オキサビシクロ[４．１．０]ヘプタン
－３－メタノール、及び３－シクロヘキサン－１－オールや３－シクロヘキセン－１－メ
タノールなどが挙げられる。
【００５４】
　ヒドロキシル及び二重結合を有する化合物（ａ1-4）としては、例えば、ビニルアルコ
ール、アリルアルコール、４－ヒドロキシブチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシ
ブチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリレート、２－ヒドロ
キシプロピル（メタ）アクリレート及び１，４－シクロヘキサンジメタノールモノ（メタ
）アクリレートなどが挙げられる。
【００５５】
　テトラカルボン酸二無水物（ａ２）としては、例えば、ピロメリット酸二無水物、１，
２，３，４－シクロブタンテトラカルボン酸二無水物、メチルシクロブタンテトラカルボ
ン酸二無水物、１，２，３，４－ブタンテトラカルボン酸二無水物、シクロペンタンテト
ラカルボン酸二無水物、１，２，４，５－シクロヘキサンテトラカルボン酸二無水物、エ
タンテトラカルボン酸二無水物、ブタンテトラカルボン酸二無水物、３，３'，４，４'－
ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、２，２'，３，３'－ジフェニルエーテル
テトラカルボン酸二無水物、２，３，３'，４'－ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二
無水物、３，３'，４，４'－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，２'，３，
３'－ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、２，３，３'，４'－ベンゾフェノンテ
トラカルボン酸二無水物、３，３'，４，４'－ビフェニルテトラカルボン酸二無水物及び
３，３'，４，４'－ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，２'，３，３'－
ジフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、２，３，３'，４'－ジフェニルスルホン
テトラカルボン酸二無水物、２，２－［ビス（３，４ージカルボキシフェニル）］ヘキサ
フルオロプロパン二無水物、エチレングリコールビス（アンヒドロトリメリテート）など
が挙げられる。
【００５６】
＜化合物（Ａ）の製造に使用する溶媒など＞
　たとえば、化合物（Ａ）を合成するために用いられる溶媒は、当該化合物（Ａ）が合成
できれば特に限定されるものではないが、例えば、ジエチレングリコールジメチルエーテ
ル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテ
ル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチ
ルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、３－メト
キシプロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、シクロヘキサノン、γ－ブ
チロラクトン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド及びＮ，Ｎ
－ジメチルアセトアミド等を挙げることができる。これらの中でも、Ｎ－メチル－２－ピ
ロリドンは、化合物（Ａ）の溶解性が高いので好ましい。これらの反応溶媒は単独でも、
２種以上の混合溶媒としても使用できる。また、上記反応溶媒以外に他の溶媒を混合して
用いることもできる。
【００５７】
　溶媒は、化合物（Ａ）を製造する原料の合計１００重量部に対し５０重量部以上使用す



(17) JP 2010-6933 A 2010.1.14

10

20

30

40

50

ると、反応がスムーズに進行するので好ましい。反応温度は８０℃～１３０℃で、反応時
間は２～８時間が好ましい。
　また、反応原料の反応系への添加順序に特に限定されない。すなわち、化合物（ａ1-1
）～（ａ1-4）とテトラカルボン酸二無水物（ａ２）とを同時に反応溶媒に加える、テト
ラカルボン酸二無水物（ａ２）を反応溶媒中に溶解させた後に化合物（ａ1-1）～（ａ1-4
）を添加する、化合物（ａ1-1）～（ａ1-4）を反応溶媒中に溶解させた後にテトラカルボ
ン酸二無水物（ａ２）を添加する、等いずれの方法も用いることができる。
【００５８】
１．２　オキシラン又はオキセタンを２つ以上有する化合物（Ｂ）
　化合物（Ａ）とは異なる、オキシラン又はオキセタンを２つ以上有する化合物（Ｂ）と
しては、オキシランやオキセタンを２つ以上有すれば特に限定されないが、例えばエポキ
シ樹脂が好ましい。エポキシ樹脂を選択すると、例えば耐薬品性の高い硬化膜が得ること
ができる。
【００５９】
　このエポキシ樹脂の具体例としては、ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂、フェノールノ
ボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、グリシジルエステル型
エポキシ樹脂、脂環式エポキシ樹脂、オキシランを有するモノマーの重合体、及び、オキ
シランを有するモノマーと他のモノマーとの共重合体等が挙げられる。
【００６０】
　これらのエポキシ樹脂としては、「ｊＥＲ　１５２」、「ｊＥＲ　１５４」、「ｊＥＲ
　８０７」、「ｊＥＲ　８１５」、「ｊＥＲ　８２７」、「ｊＥＲ　８２８」、「ｊＥＲ
　８７１」、「ｊＥＲ　１００４」、「ｊＥＲ　１００７」、「ｊＥＲ　１２５６」又は
「ｊＥＲ　ＹＸ８０００」（それぞれ商品名：ジャパンエポキシレジン（株）製）；「Ｅ
ＯＣＮ－１０２Ｓ」、「ＥＯＣＮ－１０４Ｓ」、「ＥＰＰＮ－２０１」又は「ＮＣ－３０
００」（それぞれ商品名：日本化薬（株）製）；「テクモアＶＧ３１０１Ｌ」（商品名：
三井化学（株）製）などとして市販されている。
　中でも式（７）で表される化合物「ｊＥＲ　８２８」、式（８）で表される化合物「テ
クモアＶＧ３１０１Ｌ」、式（９）で表される化合物、式（１０）で表される化合物「ｊ
ＥＲ　１５２」、又は式（１１）で表される化合物「ＮＣ－３０００」は、耐熱性、絶縁
性が高いので好ましい。なお、式（７）、（９）、（１０）及び（１１）中、ｎは０～１
０であるが、好ましくは０～８であり、より好ましくは０～６である。
【００６１】
　インクジェット用インク中の化合物（Ｂ）の濃度は、溶媒を除く全重量に対して、１０
～８０重量％が好ましく、１０～６０重量％がさらに好ましく、１０～４０重量％が特に
好ましい。化合物（Ｂ）の濃度をこれらの範囲にすると、耐薬品性が高く、また他の特性
とのバランスが取れた硬化膜を形成することができる。化合物（Ｂ）は１種のみを用いて
もよく、また、２種以上を混合して用いてもよい。
【００６２】
１．３．重合性モノマー（Ｃ）
　重合性モノマー（Ｃ）は、ラジカル重合性を有している化合物であれば特に限定されな
いが、ヒドロキシを有する重合性モノマーであると得られる硬化膜の基材への密着性が高
いので好ましい。さらに、ヒドロキシを有する重合性モノマーが単官能モノマーであると
、インクジェット用インクとして必要な特性であるジェッティング性が良好であるので特
に好ましい。
【００６３】
　ヒドロキシルを有する単官能モノマーとしては、上記式（１２）で表される化合物であ
ることが好ましい。式（１２）で表される化合物において、Ｒ8は環状構造を有してよい
炭素数２～１２のアルキレンであり、Ｒ9は水素又は炭素数１～３のアルキルであり、ｎ
は１～３０の整数である。好ましくは、Ｒ8は環状構造を有してよい炭素数２～１０のア
ルキレンであり、Ｒ9は水素又はメチルであり、ｎは１～１０の整数である。より好まし
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くは、Ｒ8は環状構造を有してよい炭素数２～８のアルキレンであり、Ｒ9は水素又はメチ
ルであり、ｎは１～５の整数である。
【００６４】
　式（１２）で表される化合物の具体例としては、２－ヒドロキシエチル（メタ）アクリ
レート、２－ヒドロキシプロピル（メタ）アクリレート、４－ヒドロキシブチル（メタ）
アクリレート、１，４－シクロヘキサンジメタノールモノ（メタ）アクリレート、Ｎ－ヒ
ドロキシエチル（メタ）アクリルアミド等を挙げることができる。
【００６５】
　重合性モノマー（Ｃ）としては、上記ヒドロキシを有する単官能重合性モノマー以外の
重合性モノマーも使用することができる。そのような重合性モノマー（Ｃ）としては、ヒ
ドロキシを有する多官能重合性モノマー、ヒドロキシを有しない単官能重合性モノマー、
ヒドロキシを有しない多官能重合性モノマーを挙げることができる。
【００６６】
　ヒドロキシを有する多官能重合性モノマーの具体例としては、イソシアヌル酸エチレン
オキシド変性ジ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレート、
ペンタエリスリトールジ（メタ）アクリレートモノステアレート、ペンタエリスリトール
トリ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンジ（メタ）アクリレート、ジペンタ
エリスリトールジ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールトリ（メタ）アクリレ
ート、ジペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールペ
ンタ（メタ）アクリレート等を挙げることができる。中でもイソシアヌル酸エチレンオキ
シド変性ジ（メタ）アクリレートは得られる硬化膜の耐熱性が高いので好ましい。
【００６７】
　ヒドロキシを有しない単官能重合性モノマーの具体例としては、グリシジル（メタ）ア
クリレート、３，４－エポキシシクロヘキシル（メタ）アクリレート、メチルグリシジル
（メタ）アクリレート、３－メチル－３－（メタ）アクリロキシメチルオキセタン、３－
エチル－３－（メタ）アクリロキシメチルオキセタン、３－メチル－３－（メタ）アクリ
ロキシエチルオキセタン、３－エチル－３－（メタ）アクリロキシエチルオキセタン、ｐ
－ビニルフェニル－３－エチルオキセタ－３－イルメチルエーテル、２－フェニル－３－
（メタ）アクリロキシメチルオキセタン、２－トリフロロメチル－３－（メタ）アクリロ
キシメチルオキセタン、４－トリフロロメチル－２－（メタ）アクリロキシメチルオキセ
タン、（メタ）アクリル酸、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート
、イソプロピル（メタ）アクリレート、ブチル（メタ）アクリレート、ｉｓｏ－ブチル（
メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリ
レート、ベンジル（メタ）アクリレート、スチレン、メチルスチレン、クロルメチルスチ
レン、（３－エチル－３－オキセタニル）メチル（メタ）アクリレート、Ｎ－シクロヘキ
シルマレイミド、Ｎ－フェニルマレイミド、ビニルトルエン、トリシクロ［５．２．１．
０2,6］デカニル（メタ）アクリレート、ジシクロペンテニルオキシエチル（メタ）アク
リレート、イソボルニル（メタ）アクリレート、フェニル（メタ）アクリレート、グリセ
ロールモノ（メタ）アクリレート、ポリスチレンマクロモノマー、ポリメチルメタクリレ
ートマクロモノマー、５－テトラヒドロフルフリルオキシカルボニルペンチル（メタ）ア
クリレート、ラウリルアルコールのエチレンオキシド付加物の（メタ）アクリレート、（
メタ）アクリル酸、クロトン酸、α－クロルアクリル酸、ケイ皮酸、マレイン酸、フマル
酸、イタコン酸、シトラコン酸、メサコン酸、ω－カルボキシポリカプロラクトンモノ（
メタ）アクリレート、コハク酸モノ［２－（メタ）アクリロイロキシエチル］、マレイン
酸モノ［２－（メタ）アクリロイロキシエチル］、シクロヘキセン－３，４－ジカルボン
酸モノ［２－（メタ）アクリロイロキシエチル］、（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジ
メチルアミノプロピル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－イソプロピル（メタ）アクリルアミ
ド、Ｎ－アクリロイルモルホリン、Ｎ－フェニルマレイミド、Ｎ－シクロヘキシルマレイ
ミド等を挙げることができる。
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【００６８】
　ヒドロキシを有しない多官能重合性モノマーの具体例としては、ビスフェノールＦエチ
レンオキシド変性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレー
ト、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリプロピレングリコールジアクリレート
、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、
１，９－ノナンジオールジアクリレート、１，４－シクロヘキサンジメタノールジアクリ
レート、２－ｎ－ブチル－２－エチル－１，３－プロパンジオールジアクリレート、トリ
メチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、エチレンオキシド変性トリメチロールプ
ロパントリ（メタ）アクリレート、プロピレンオキシド変性トリメチロールプロパントリ
（メタ）アクリレート、エピクロルヒドリン変性トリメチロールプロパントリ（メタ）ア
クリレート、ジトリメチロールプロパンテトラ（メタ）アクリレート、グリセロールトリ
（メタ）アクリレート、エピクロルヒドリン変性グリセロールトリ（メタ）アクリレート
、ジグリセリンテトラ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アク
リレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、カプロラクトン変性ジ
ペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート、エチレンオキシド変性リン酸トリ（
メタ）アクリレート、トリス［（メタ）アクリロキシエチル］イソシアヌレート、カプロ
ラクトン変性トリス［（メタ）アクリロキシエチル］イソシアヌレート、ウレタン（メタ
）アクリレート等を挙げることができる。
【００６９】
　重合性モノマー（Ｃ）は、１種の化合物であっても、２種以上の異なる化合物の混合物
であってもよい。例えば、重合性モノマー（Ｃ）は、ヒドロキシを有する重合性モノマー
とそれ以外の重合性モノマーとの混合物であってもよい。
【００７０】
　インクジェット用インクは、重合性モノマー（Ｃ）として、ヒドロキシを有する単官能
重合性モノマーと多官能（メタ）アクリレートとを共に含むと、当該インクは紫外線に対
して高感度となり、かつ、インクを硬化させて得られた硬化膜が柔軟性を有するため好ま
しい。この場合、重合性モノマー（Ｃ）である多官能（メタ）アクリレートは、重合性モ
ノマー（Ｃ）全体の２０～８０重量％であると高感度と柔軟性のバランスがよいので好ま
しく、２０～７０重量％であるとより好ましく、３０～６０重量％であると特に好ましい
。
【００７１】
１．４　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）
　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）は、（メタ）アクリロイルを２つ有する化合物であ
れば特に限定されないが、高感度である点から二官能アクリレートであることが好ましい
。
【００７２】
　二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）の具体例としては、ビスフェノールＦエチレンオキ
シド変性ジアクリレート、ビスフェノールＡエチレンオキシド変性ジアクリレート、イソ
シアヌル酸エチレンオキシド変性ジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレー
ト、ポリプロピレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、
ペンタエリスリトールジアクリレートモノステアレート、１，４－ブタンジオールジアク
リレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，９－ノナンジオールジアクリ
レート、１，４－シクロヘキサンジメタノールジアクリレート、２－ｎ－ブチル－２－エ
チル－１，３－プロパンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパンジアクリレー
ト、又はジペンタエリスリトールジアクリレート等を挙げることができる。特に、ビスフ
ェノールＦエチレンオキシド変性ジアクリレート又はビスフェノールＡエチレンオキシド
変性ジアクリレートが好ましく、これを用いれば柔軟な硬化膜を形成することができる。
これらの二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）は１種の化合物であっても、２種以上の異な
る化合物の混合物であってもよい。
【００７３】
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１．５　光重合開始剤（Ｅ）
　光重合開始剤（Ｅ）は、光の照射によりラジカルを発生する性質を有する限り特に限定
されない。
【００７４】
　光重合開始剤（Ｅ）の具体例としては、ベンゾフェノン、ミヒラーズケトン、４，４’
－ビス（ジエチルアミノ）ベンゾフェノン、キサントン、チオキサントン、イソプロピル
キサントン、２，４－ジエチルチオキサントン、２－エチルアントラキノン、アセトフェ
ノン、２－ヒドロキシ－２－メチルプロピオフェノン、２－ヒドロキシ－２－メチル－４
’－イソプロピルプロピオフェノン、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、イ
ソプロピルベンゾインエーテル、イソブチルベンゾインエーテル、２，２－ジエトキシア
セトフェノン、２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、カンファーキノン、
ベンズアントロン、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノ
プロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニ
ル）－ブタノン－１、４－ジメチルアミノ安息香酸エチル、４－ジメチルアミノ安息香酸
イソアミル、４，４’－ジ（ｔ－ブチルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，４
，４’－トリ（ｔ－ブチルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン、ビス（２，４，６，
－トリメチルベンゾイル）フェニルフォスフィンオキサイド、２，４，６－トリメチルベ
ンゾイルジフェニルフォスフィンオキサイド、２－（４’－メトキシスチリル）－４，６
－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（３’，４’－ジメトキシスチリル
）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（２’，４’－ジメトキ
シスチリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（２’－メト
キシスチリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、２－（４’－ペ
ンチルオキシスチリル）－４，６－ビス（トリクロロメチル）－ｓ－トリアジン、４－［
ｐ－Ｎ，Ｎ－ジ（エトキシカルボニルメチル）］－２，６－ジ（トリクロロメチル）－ｓ
－トリアジン、１，３－ビス（トリクロロメチル）－５－（２’－クロロフェニル）－ｓ
－トリアジン、１，３－ビス（トリクロロメチル）－５－（４’－メトキシフェニル）－
ｓ－トリアジン、２－（ｐ－ジメチルアミノスチリル）ベンズオキサゾール、２－（ｐ－
ジメチルアミノスチリル）ベンズチアゾール、２－メルカプトベンゾチアゾール、３，３
’－カルボニルビス（７－ジエチルアミノクマリン）、２－（ｏ－クロロフェニル）－４
，４’，５，５’－テトラフェニル－１，２’－ビイミダゾール、２，２’－ビス（２－
クロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラキス（４－エトキシカルボニルフェニル
）－１，２’－ビイミダゾール、２，２’－ビス（２，４－ジクロロフェニル）－４，４
’，５，５’－テトラフェニル－１，２’－ビイミダゾール、２，２’－ビス（２，４－
ジブロモフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフェニル－１，２’－ビイミダゾール
、２，２’－ビス（２，４，６－トリクロロフェニル）－４，４’，５，５’－テトラフ
ェニル－１，２’－ビイミダゾール、３－（２－メチル－２－ジメチルアミノプロピオニ
ル）カルバゾール、３，６－ビス（２－メチル－２－モルホリノプロピオニル）－９－ｎ
－ドデシルカルバゾール、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン、ビス（η5－
２，４－シクロペンタジエン－１－イル）－ビス（２，６－ジフルオロ－３－（１Ｈ－ピ
ロール－１－イル）－フェニル）チタニウム、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フ
ェニル］－２－モルホリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１
－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン－１、下記式（１３）で表される化合物、又は
下記式（１４）で表される化合物等が挙げられる。
【００７５】
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【化１３】

（式（１３）中、Ｒ11はそれぞれ独立して炭素数１～１３のアルキルであり、Ｘ1はそれ
ぞれ独立して－Ｏ－、－Ｏ－Ｏ－、又はＮＨ－である。）
【００７６】

【化１４】

（式（１４）中、Ｒ12はそれぞれ独立して水素又は炭素数１～５のアルキルであり、Ｒ13

は炭素数１～１５のアルキルである。）
【００７７】
　ここで、式（１３）で表される化合物の具体例として、３，３’，４，４’－テトラ（
ｔ－ブチルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３’，４，４’－テトラ（ｔ－
ヘキシルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，３’－ジ（メトキシカルボニル）
－４，４’－ジ（ｔ－ブチルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン、３，４’－ジ（メ
トキシカルボニル）－４，３’－ジ（ｔ－ブチルペルオキシカルボニル）ベンゾフェノン
、又は４，４’－ジ（メトキシカルボニル）－３，３’－ジ（ｔ－ブチルペルオキシカル
ボニル）ベンゾフェノン等が挙げられる。また、式（１４）で表される化合物の具体例と
しては、１，２－オクタンジオン，１－［４－（フェニルチオ）フェニル］－，２－（ｏ
－ベンゾイルオキシム）等が挙げられる。これらの光重合開始剤は１種の化合物であって
も、２種以上の異なる化合物の混合物であってもよい。
【００７８】
　これらの中でも、光重合開始剤（Ｅ）が、式（１３）で表される化合物、式（１４）で
表される化合物、２－メチル－１－［４－（メチルチオ）フェニル］－２－モルホリノプ
ロパン－１－オン、及び２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェ
ニル）－ブタノン－１から選ばれる１つ以上であることが好ましい。これらの化合物（単
数又は複数）を光重合開始剤（Ｅ）の全重量に対して２０重量％以上、より好ましくは３
０重量％以上、特に好ましくは４０重量％以上含有すると、得られる光硬化性インクジェ
ットインクが高感度となる。
【００７９】
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＜化合物（Ｃ）、（Ｄ）及び（Ｅ）の含有量＞
　インクジェット用インクには、上述した、重合性モノマー（Ｃ）及び二官能（メタ）ア
クリレート（Ｄ）のうち少なくとも１つと、光重合開始剤（Ｅ）とを含有させてもよい。
【００８０】
　インクジェット用インク中に重合性モノマー（Ｃ）を含める場合の濃度は、溶媒を除く
全重量に対して、５～８０重量％が好ましく、１０～７０重量％がさらに好ましく、３０
～７０重量％が特に好ましい。重合性モノマー（Ｃ）の濃度をこれらの範囲にすると、得
られる光硬化性インクジェットインクの感度と、ジェッティング性、硬化膜の耐熱性等と
のバランスが良好となる。
【００８１】
　インクジェット用インク中に二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）を含める場合の濃度は
、溶媒を除く全重量に対して、５～８０重量％が好ましく、１０～７０重量％がさらに好
ましく、３０～７０重量％が特に好ましい。二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）の濃度を
これらの範囲にすると、得られる光硬化性インクジェットインクが高感度となり、硬化膜
の耐熱性等が高くなる。
【００８２】
　また、重合性モノマー（Ｃ）と二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）とを併用する場合に
は、重合性モノマー（Ｃ）１００重量部に対して、二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）を
２０～５００重量部、好ましくは３０～４００重量部、より好ましくは３５～３００重量
部使用すると高感度である。
【００８３】
　光重合開始剤（Ｅ）は、重合性モノマー（Ｃ）と二官能（メタ）アクリレート（Ｄ）の
合計１００重量部に対して、１～５０重量部、好ましくは３～４０重量部、より好ましく
は５～２０重量部使用すると高感度である。
【００８４】
１．６　その他の成分
　インクジェット用インクは、インクの吐出特性、保存安定性や、得られる硬化膜の耐久
性等を向上させるために、溶媒、重合禁止剤、アルカリ可溶性ポリマー、着色剤、界面活
性剤、帯電防止剤、カップリング剤、ｐＨ調整剤、防錆剤、防腐剤、防黴剤、酸化防止剤
、還元防止剤、蒸発促進剤、キレート化剤、水溶性ポリマーなどの添加剤を含むことがで
きる。これらの成分は１種の化合物であっても、２種以上の異なる化合物の混合物であっ
てもよい。
　なお、インクジェット用インク中の水分量は特に限定されないが、１０，０００ｐｐｍ
以下が好ましく、５，０００ｐｐｍ以下がさらに好ましい。これらの水分量であると、イ
ンクジェット用インクの粘度変化が少なく保存安定性に優れるので好ましい。
【００８５】
１．６．１　溶媒
　インクジェット用インクは、インクの吐出特性を向上させるために溶媒を含んでもよい
。インクジェット用インクに含まれる溶媒としては沸点が１００℃以上の溶媒が好ましい
。溶媒は１種の化合物であっても、２種以上の異なる化合物の混合物であってもよい。
【００８６】
　沸点が１００℃以上である溶媒の具体例としては、水、酢酸ブチル、プロピオン酸ブチ
ル、乳酸エチル、オキシ酢酸メチル、オキシ酢酸エチル、オキシ酢酸ブチル、メトキシ酢
酸メチル、メトキシ酢酸エチル、メトキシ酢酸ブチル、エトキシ酢酸メチル、エトキシ酢
酸エチル、３－オキシプロピオン酸メチル、３－オキシプロピオン酸エチル、３－メトキ
シプロピオン酸メチル、３－メトキシプロピオン酸エチル、３－エトキシプロピオン酸メ
チル、３－エトキシプロピオン酸エチル、２－オキシプロピオン酸メチル、２－オキシプ
ロピオン酸エチル、２－オキシプロピオン酸プロピル、２－メトキシプロピオン酸メチル
、２－メトキシプロピオン酸エチル、２－メトキシプロピオン酸プロピル、２－エトキシ
プロピオン酸メチル、２－エトキシプロピオン酸エチル、２－オキシ－２－メチルプロピ
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オン酸メチル、２－オキシ－２－メチルプロピオン酸エチル、２－メトキシ－２－メチル
プロピオン酸メチル、２－エトキシ－２－メチルプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル
、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、２－
オキソブタン酸メチル、２－オキソブタン酸エチル、ジオキサン、エチレングリコール、
ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレン
グリコール、トリプロピレングリコール、１，４－ブタンジオール、エチレングリコール
モノイソプロピルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコ
ールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピ
レングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノプロピルエー
テルアセテート、ジプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロピレン
グリコールモノブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセ
テート、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、ジエチレングリコールモノメチルエーテ
ル、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエ
チルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコ
ールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチ
レングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレン
グリコールメチルエチルエーテル、トルエン、キシレン、アニソール、γ－ブチロラクト
ン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジメチルイミダゾリ
ジノン等が挙げられる。
【００８７】
　これらの溶媒の中でもジプロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジプロ
ピレングリコールモノブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエー
テルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテルアセテート、３－メトキシプ
ロピオン酸メチル、３－エトキシプロピオン酸エチル、ジエチレングリコールモノエチル
エーテルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレン
グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールメチルエチルエーテル等を用いると
、インクの吐出が安定するので好ましい。
【００８８】
　なお、インクジェット用インクに含まれる溶媒としては、化合物（Ａ）の製造に使用し
た溶媒をそのまま利用してもよい。この場合、化合物（Ａ）の製造に適した溶媒であるＮ
－メチル－２－ピロリドンを利用する場合には、該溶媒が一般的なインクジェットプリン
トヘッド（インクが吐出する部分）材料を腐食させる可能性がある溶媒であるため、例え
ば、溶媒耐性が改善されたヘッド材料を併用することが好ましい。
【００８９】
　本発明のインクジェット用インクにおいて、溶媒は固形分濃度が２０重量％以下になら
ない程度に含まれることが好ましい。
【００９０】
　さらに、インクジェット用インクの塗布性にインクの表面張力が大きく影響するため、
インクの表面張力を好ましくは２０～４５ｍＮ／ｍ、より好ましくは２７～４２ｍＮ／ｍ
、さらに好ましくは３０～４０ｍＮ／ｍに調整する。表面張力が２０～４５ｍＮ／ｍの範
囲であればインク吐出口におけるインクメニスカスが安定になり、インクの吐出は良好と
なる。
　表面張力を２０～４５ｍＮ／ｍの範囲に調整するには、溶媒選定が重要である。表面張
力が２０～４５ｍＮ／ｍの範囲にある１種の溶媒を用いてもよいが、表面張力の大きな溶
媒（例えば、γ－ブチロラクトン：４３ｍＮ／ｍ）及び表面張力の小さな溶媒（例えば、
ジエチレングリコールメチルエチルエーテル：２４ｍＮ／ｍ、あるいはエチレングリコー
ルモノブチルエーテル：３２ｍＮ／ｍ）を混合して用いると溶媒組成で表面張力を微調整
できるので好ましい。
【００９１】
１．６．２　重合禁止剤
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　インクジェット用インクにおいて、保存安定性を向上させるために重合禁止剤を含んで
もよい。重合禁止剤は１種の化合物であっても、２種以上の異なる化合物の混合物であっ
てもよい。
【００９２】
　重合禁止剤の具体例としては、４－メトキシフェノール、ヒドロキノン、フェノチアジ
ン等を挙げることができる。これらの中でも、ジェッティング時にインクジェットヘッド
を加熱した場合のインクの粘度変化が小さい点から、重合禁止剤としてフェノチアジンを
用いることが好ましい。
【００９３】
　インクの保存安定性と高感度とを両立させるという点から、重合禁止剤は、重合性モノ
マー（Ｃ）及び二官能（メタ）アクリレートの合計１００重量部に対して、０．０１～１
重量部程度、添加することが好ましい。
【００９４】
１．６．３　アルカリ可溶性ポリマー
　インクジェット用インクは、アルカリ可溶性ポリマーを含んでもよい。
　アルカリ可溶性ポリマーを含むインクジェット用インクは、例えば、パターニングをイ
ンクジェットで行い、パターン以外の部分をエッチング等で処理した後に、パターンをア
ルカリで剥離する使用方法（エッチングレジスト）として使用することができる。
【００９５】
　アルカリ可溶性ポリマーとしては、５重量％のＮａＯＨ水溶液１００ｇ（５０℃）に０
．１ｇ以上溶解するポリマーであれば特に限定しないが、カルボキシルを有するラジカル
重合性モノマーの重合体、又は、カルボキシルを有するラジカル重合性モノマーと他のラ
ジカル重合性モノマーの共重合体が好ましい。
【００９６】
　アルカリ可溶性ポリマーの具体例としては、ベンジルメタクリレート／メタクリル酸共
重合体、ベンジルメタクリレート／２－ヒドロキシエチルメタクリレート／メタクリル酸
共重合体、ベンジルメタクリレート／５－テトラヒドロフルフリルオキシカルボニルペン
チル（メタ）アクリレート／２－ヒドロキシエチルメタクリレート／メタクリル酸共重合
体、スチレン／無水マレイン酸共重合体の開環物等が挙げられる。これらの中でも、ベン
ジルメタクリレート／５－テトラヒドロフルフリルオキシカルボニルペンチル（メタ）ア
クリレート／２－ヒドロキシエチルメタクリレート／メタクリル酸共重合体を添加したイ
ンクジェット用インクは、当該インクから形成される硬化膜の耐酸性が高く、かつ、アル
カリ液で容易に除去可能であるから、電子回路基板を製作するためのエッチングレジスト
用のインクジェット用インクとして好ましい。
【００９７】
　インクから形成される硬化膜の耐酸性が高く、かつ、アルカリ液で除去可能とする性質
を付与するためには、インクジェット用インクは、インク全重量（溶媒を除く）に対して
、アルカリ可溶性ポリマーを１～８０重量％程度含むことが好ましい。
【００９８】
１．６．４　着色剤
　インクジェット用インクは、インク全重量に対して、着色剤を１～５０重量％程度含ん
でもよい。インクジェット用インクから形成される硬化膜の耐熱性の点から、着色剤は顔
料であることが好ましい。着色剤を用いると、インクジェット用インクから形成される硬
化膜の状態を検査する際に、基板との識別を容易にすることができる。
【００９９】
１．６．５　界面活性剤
　インクジェット用インクの塗布性の向上を望むときには、かかる目的に沿った界面活性
剤を添加できる。界面活性剤の具体例としては、商品名「Ｂｙｋ－３００」、「Ｂｙｋ－
３０６」、「Ｂｙｋ－３３５」、「Ｂｙｋ－３１０」、「Ｂｙｋ－３４１」、「Ｂｙｋ－
３４４」、「Ｂｙｋ－３７０」（ビック・ケミー（株）製）等のシリコン系界面活性剤；
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商品名「Ｂｙｋ－３５４」、「ＢｙＫ－３５８」、「Ｂｙｋ－３６１」（ビック・ケミー
（株）製）等のアクリル系界面活性剤、商品名「ＤＦＸ－１８」、「フタージェント２５
０」、「フタージェント２５１」（ネオス（株）製）等のフッ素系界面活性剤を挙げるこ
とができる。これらの界面活性剤は、１種のみを用いてもよく、また、２種以上を混合し
て用いてもよい。
　界面活性剤は、下地基板への濡れ性、レベリング性、又は塗布性を向上させるために使
用するものであり、インクジェット用インク１００重量部に対し０．０１～１重量部添加
して用いられることが好ましい。
【０１００】
１．６．６　帯電防止剤
　帯電防止剤は、特に限定されるものではなく、公知の帯電防止剤を用いることができる
。具体的には、酸化錫、酸化錫・酸化アンチモン複合酸化物、酸化錫・酸化インジウム複
合酸化物などの金属酸化物や四級アンモニウム塩などが挙げられる。これらの帯電防止剤
は、１種のみを用いてもよく、また、２種以上を混合して用いてもよい。
　帯電防止剤は、帯電を防止するために使用するものであり、インクジェット用インク１
００重量部に対し０．０１～１重量部添加して用いられることが好ましい。
【０１０１】
１．６．７　カップリング剤
　カップリング剤は、特に限定されるものではなく、公知のカップリング剤を用いること
ができる。添加されるカップリング剤はシランカップリング剤が好ましく、具体的には、
トリアルコキシシラン化合物又はジアルコキシシラン化合物などを挙げることができる。
好ましくは、例えば、γ－ビニルプロピルトリメトキシシラン、γ－ビニルプロピルトリ
エトキシシラン、γ－アクリロイルプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アクリロイル
プロピルトリメトキシシラン、γ－アクリロイルプロピルメチルジエトキシシラン、γ－
アクリロイルプロピルトリエトキシシラン、γ－メタクリロイルプロピルメチルジメトキ
シシラン、γ－メタクリロイルプロピルトリメトキシシラン、γ－メタクリロイルプロピ
ルメチルジエトキシシラン、γ－メタクリロイルプロピルトリエトキシシラン、γ－グリ
シドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリ
エトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
メトキシシラン、γ－アミノプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリ
エトキシシラン、Ｎ－アミノエチル－γ－イミノプロピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－
アミノエチル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、Ｎ－アミノエチル－γ－アミノ
プロピルトジエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、
Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロ
ピルメチルジメトキシシラン、Ｎ－フェニル－γ－アミノプロピルメチルジエトキシシラ
ン、γ－メルカプトプロピルメチルジメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシ
シラン、γ－メルカプトプロピルメチルジエトキシシラン、γ－メルカプトプロピルトリ
エトキシシラン、γ－イソシアナートプロピルメチルジエトキシシラン、γ－イソシアナ
ートプロピルトリエトキシシラン等が例示できる。これらの中でも、γ－ビニルプロピル
トリメトキシシラン、γ－アクリロイルプロピルトリメトキシシラン、γ－メタクリロイ
ルプロピルトリメトキシシラン、γ－イソシアナートプロピルトリエトキシシラン等が挙
げられる。これらのカップリング剤は、１種のみを用いてもよく、また、２種以上を混合
して用いてもよい。
　カップリング剤は、インクジェット用インク１００重量部に対し０．０１～３重量部添
加して用いられることが好ましい。
【０１０２】
１．７　インクジェット用インクの調製方法
　インクジェット用インクは、必要な成分を混合して得られた溶液を、ろ過することによ
り調整するのが好ましい。ろ過には、例えばフッ素樹脂製のメンブレンフィルターなどが
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用いられる。
【０１０３】
１．８　インクジェット用インクの粘度
　インクジェット用インクの粘度は特に限定されないが、常温（２５℃）でジェッティン
グを行う場合は、その粘度が３～３００ｍＰａ・ｓであると、インクジェット塗布方法に
よるジェッティング精度が向上する点で好ましい。また、２５℃におけるインクジェット
用インクの粘度は、より好ましくは５～２００ｍＰａ・ｓ、さらに好ましくは１０～１５
０ｍＰａ・ｓ（２５℃）である。
　２５℃における粘度が３０ｍＰａ・ｓを超える場合は、インクジェットヘッドを加熱し
て吐出時の粘度を下げると、より安定した吐出が可能になる。インクジェットヘッドを加
熱してジェッティングを行う場合は、加熱温度（好ましくは４０～１２０℃）におけるイ
ンクジェット用インクの粘度は３～３０ｍＰａ・ｓが好ましく、５～２５ｍＰａ・ｓであ
ればさらに好ましく、１０～２０ｍＰａ・ｓが特に好ましい。
　ここで、インクジェット用インクの粘度は、Ｅ型粘度計（東機産業（株）製　ＴＶ－２
２）を用いて計測されたものである。
【０１０４】
１．９　インクジェット用インクの保存
　インクジェット用インクは、－２０～２０℃で保存すると粘度変化が小さく、保存安定
性が良好である。
【０１０５】
２　インクジェット方法によるインクジェット用インクの塗布
　インクジェット用インクは、公知のインクジェット方法で塗布する工程を有するインク
ジェット塗布方法に用いることができる。インクジェット塗布方法としては、例えば、イ
ンクに力学的エネルギーを作用させてインクを塗布させる方法、及び、インクに熱エネル
ギーを作用させてインクを塗布させる塗布方法等がある。インクジェット塗布方法を用い
ることにより、インクジェット用インクを予め定められたパターン状にインクを塗布する
ことができる。これによって、必要な箇所だけにインクを塗布でき、コストの削減となる
。
【０１０６】
　インクジェット用インクを用いて塗布を行うのに好ましい塗布ユニットは、例えば、こ
れらのインクを収容するインク収容部と、塗布ヘッドとを備えた塗布ユニットが挙げられ
る。塗布ユニットとしては、例えば、塗布信号に対応した熱エネルギーをインクに作用さ
せ、前記エネルギーによりインク液滴を発生させる塗布ユニットが挙げられる。
　塗布ヘッドとしては、例えば、金属及び／又は金属酸化物を含有する発熱部接液面を有
するものである。前記金属及び／又は金属酸化物の具体例は、例えば、Ｔａ、Ｚｒ、Ｔｉ
、Ｎｉ、Ａｌ等の金属、及び、これらの金属の酸化物等が挙げられる。
【０１０７】
　インクジェット用インクを用いて塗布を行うのに好ましい塗布装置としては、例えば、
インクが収容されるインク収容部を有する塗布ヘッドの室内のインクに、塗布信号に対応
したエネルギーを与え、前記エネルギーによりインク液滴を発生させる装置が挙げられる
。
【０１０８】
　インクジェット塗布装置は、塗布ヘッドとインク収容部とが分離されているものに限ら
ず、それらが分離不能に一体になったものを用いるものでもよい。また、インク収容部は
塗布ヘッドに対し分離可能又は分離不能に一体化されてキャリッジに搭載されるもののほ
か、装置の固定部位に設けられて、インク供給部材、例えばチューブを介して塗布ヘッド
にインクを供給する形態のものでもよい。
【０１０９】
３　硬化膜の形成
　熱硬化性インクジェット用インクの場合、硬化膜は、インクジェット印刷等、公知の方
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法を用いて基板の表面にインクを塗布した後に、１５０～２５０℃のオーブン又はホット
プレートで１０～６０分間加熱して得られる。加熱により、例えばエポキシ樹脂が反応し
、強固な膜が形成される。
【０１１０】
　光硬化性インクジェット用インクの場合、硬化膜は、上記方法で基板の表面にインクを
塗布した後、該インクに紫外線や可視光線等の光を照射して得られる。光が照射された部
分のインクは、例えばアクリルモノマーの重合により三次元化架橋体となって硬化し、イ
ンクの広がりを効果的に抑えられる。したがって、本発明のインクジェット用インクを用
いると、高精細なパターンの描画が可能になる。インクジェット用インクの組成に依存す
るが、照射する光として紫外線を用いた場合には、照射する紫外線の量は、ウシオ電機（
株）製の受光器ＵＶＤ－３６５ＰＤを取り付けた積算光量計ＵＩＴ－２０１で測定して、
１０～１，０００ｍＪ／ｃｍ2程度が好ましい。
【０１１１】
　また、必要に応じて、基板の表面に吐出され光が照射されたインクをさらに加熱・焼成
してもよく、特に、１２０～２５０℃で１０～６０分間加熱することが好ましい。
【０１１２】
　本明細書中、「基板」は、本発明のインクジェット用インクが塗布される対象となり得
るものであれば特に限定されず、その形状は平板状に限られず、曲面状であってもよい。
【０１１３】
　また、使用できる基板の材質は特に限定されないが、例えばポリエチレンテレフタレー
ト（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）等のポリエステル系樹脂、ポリエ
チレン、ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂、ポリ塩化ビニル、フッ素樹脂、アク
リル系樹脂、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリイミド等のプラスチックフィルム、セ
ロハン、アセテート、金属箔、ポリイミドと金属箔の積層フィルム、目止め効果があるグ
ラシン紙、パーチメント紙、あるいはポリエチレン、クレーバインダー、ポリビニルアル
コール、でんぷん、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）などで目止め処理した紙、ガ
ラスなどを挙げることができる。なお、これらの基板を構成する物質には、本発明の効果
に悪影響を及ぼさない範囲において、さらに、顔料、染料、酸化防止剤、劣化防止剤、充
填剤、紫外線吸収剤、帯電防止剤及び／又は電磁波防止剤等の添加剤を含んでもよい。
【０１１４】
　上記の基板の厚さは、特に限定されないが、通常、１０μｍ～２ｍｍ程度であり、使用
する目的により適宜調整されるが、１５～５００μｍが好ましく、２０～２００μｍがさ
らに好ましい。上記の基板の硬化膜を形成する面には、必要によりコロナ処理、プラズマ
処理、ブラスト処理等の易接着処理を施したり、易接着層を設けてもよい。
【実施例】
【０１１５】
　以下、実施例により本発明をさらに説明するが、本発明はこれらによって限定されるも
のではない。
【０１１６】
［合成例１］（化合物（Ａ）の合成）
　３－エチル－３－ヒドロキシメチルオキセタン（以下、「ＯＸＴ－１０１」という）１
５．４９ｇ、３，３’，４，４’－ジフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物（以下
、「ＯＤＰＡ」という）２０．６８ｇ、及びジエチレングリコールメチルエチルエーテル
（以下、「ＥＤＭ」という）５４．２６ｇを１１５℃で４．５時間加熱攪拌し、２５℃で
の回転粘度が１４ｍＰａ・ｓである、化合物（Ａ）を含む合成液１を得た。ここで、イン
クジェット用インクの粘度は、Ｅ型粘度計（東機産業（株）製　ＴＶ－２２）を用いて計
測されたものである。
【０１１７】
［実施例１～３及び比較例１、２］
　各実施例及び比較例において、表１に示す配合割合で各配合成分を混合溶解した後、フ
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調製した。
【０１１８】
【表１】

【０１１９】
　このインクジェット用インクを用い、インクジェット印刷装置を用いて、以下の条件で
基板（厚さ０．７ｍｍ）上に描画し、次いで熱硬化させて試験基板を作製した。
【０１２０】
（インクジェット印刷装置による描画条件）：
　印刷装置：ＤＭＰ－２８１１（商品名；ＦＵＪＩＦＩＬＭ　Ｄｉｍａｔｉｘ社製）
　諸設定値：ヘッド温度（３０℃）、ピエゾ電圧（１６Ｖ）、駆動周波数（５ｋＨｚ）
　塗膜厚さ：約２μｍ（未硬化時）
【０１２１】
（熱硬化の条件）：
　ホットプレートにて８０℃で５分間乾燥した後、オーブンにて２３０℃で３０分間加熱
した。
【０１２２】
　上記のようにして作製したインクジェット用インク及び硬化膜を形成した試験基板につ
いて、表２に示す各特性について試験・評価した。結果を表２に示す。
【０１２３】
　なお、表２に示す各特性の評価方法は以下の通りである。
（粘度）
　ＪＩＳ　Ｋ－７１１７－２に準拠して各インクジェット用インクの粘度を測定した。な
お、測定温度は２５℃である。
（体積抵抗率及び絶縁耐力）
　ＪＩＳ－Ｋ－６９１１に準拠して各インクジェット用インクの硬化膜の体積抵抗率及び
絶縁耐力を測定した。
（１％重量減少温度及び５％重量減少温度）
　ＪＩＳ－Ｋ－７１２０に準拠して、各インクジェット用インクの硬化膜を昇温加熱した
際の１％重量減少時の温度と、５％重量減少時の温度を測定した。なお、３０℃から昇温
開始し、１０℃／分の昇温速度で３５０℃まで昇温加熱した。
【０１２４】
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【表２】

【０１２５】
　表２に示されるように、実施例１～３のインクジェット用インクは、化合物（Ａ）を含
有しない比較例１、２に比べ、絶縁性及び耐熱性に優れた硬化膜を形成できた。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明のインクジェット用インクは、例えば、電子回路基板や高密度実装半導体パッケ
ージに使用される絶縁膜や保護膜、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイに使用され
る絶縁膜や保護膜、及びこれらを用いた電子部品に使用することができる。
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